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【手続補正書】
【提出日】平成27年5月13日(2015.5.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　次に、ステップＳ４において、保護膜が形成される。保護膜となる膜は絶縁性膜である
。この絶縁性膜は、電気的特性を評価する際に、熱的、化学的に安定であり、絶縁性能に
優れた材料よって形成されることが好ましい。具体的には、フォトレジスト、絶縁性を有
したシート（たとえば、ポリイミド、カプトン（登録商標）、ポリヘニルシルセスキオキ
サン、ポリビニルシルセスキオキサン）等であるが、これらに限られるものではない。な
お、カプトンを適用する場合には、接着層を有するシート材が好ましい。
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